MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Aquisicdo de Fonte Magnetron para Sistema de Deposi¢do por
Pulverizagao Catddica (Magnetron Sputtering)

A presente aquisicdo tem por objeto uma fonte magnetron para sistemas de
deposicao fisica de vapor (PVD) por pulverizacao catédica (magnetron
sputtering), destinada a atualizacao tecnoldgica do reator piloto de deposicéo
de filmes finos instalado no Centro de Ciéncias Tecnoldgicas (CCT) da UDESC.

A técnica de deposicdo por pulverizagdo catddica (magnetron sputtering) é
amplamente empregada na obtencéao de filmes finos e revestimentos funcionais,
sendo considerada uma das principais tecnologias para modificacdo de
superficies e crescimento de materiais. Suas aplicagdes abrangem pesquisas
em ciéncia dos materiais, como o desenvolvimento de heteroestruturas, estudos
de propriedades estruturais e funcionais, além de aplicagbes industriais na
producao de revestimentos para ferramentas, componentes 6pticos, dispositivos
eletrénicos, células solares, células a combustivel e materiais magnéticos.

O CCT/UDESC dispoe de um reator piloto para deposicao de filmes por
magnetron sputtering, projetado e desenvolvido pela propria instituicéo,
registrado na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE) do
Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagcdo (MCTI). O equipamento possui
volume interno aproximado de 1 m? e permite a deposic¢ao de filmes metalicos e
reativos, com espessuras nhas escalas micrométrica e nanomeétrica,
possibilitando a producdo de revestimentos com propriedades mecanicas,
Opticas, elétricas e magnéticas especificas, tais como elevada dureza,
resisténcia ao desgaste e a corrosdo, filmes semicondutores, dielétricos,
condutores transparentes (TCO) e materiais magnéticos.

A operacao de um reator piloto dessa natureza exige constante atualizagao
tecnolégica, de forma a reproduzir condi¢des compativeis com processos
industriais e permitir o desenvolvimento, teste e otimizacdo de metodologias para
obtencdo de filmes finos com caracteristicas especificas voltadas a pesquisa
cientifica e a inovagao tecnoldgica.

Nesse contexto, o projeto "Atualizagcao e Recuperagao de Laboratérios da
UDESC CCT&CEO" (Ref. FINEP n° 1443/24) contemplou a aquisicdo de
diversos equipamentos destinados a modernizagdo do sistema, incluindo a
presente fonte magnetron, cuja aquisicao foi aprovada pela FINEP.

A fonte magnetron constitui um dos principais componentes do sistema de
deposigao, sendo responsavel pela geragao e confinamento do plasma utilizado
no processo de pulverizacao catédica. Seu desempenho influencia diretamente
a estabilidade da descarga, a eficiéncia da deposi¢ao, a uniformidade dos filmes
produzidos e a qualidade dos revestimentos obtidos.



Considerando que o reator piloto possui projeto préprio e dimensdes especificas,
a fonte magnetron devera apresentar total compatibilidade com a infraestrutura
existente, incluindo dimensdes fisicas, configuracdo do circuito magnético,
sistema de refrigeracao e interfaces mecanicas, garantindo sua integracao ao
equipamento sem necessidade de modificacdes estruturais.

O equipamento que atende integralmente as necessidades técnicas do sistema
¢ a Fonte Magnetron Sputtering ONYX MAGNETRON, da Angstrom
Sciences, por apresentar caracteristicas construtivas compativeis com o reator
piloto da UDESC e desempenho adequado as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagao realizadas no laboratério.

Dessa forma, a aquisicao da Fonte Magnetron ONYX MAGNETRON permitira a
continuidade das pesquisas desenvolvidas no CCT/UDESC, ampliando a
capacidade experimental do laboratério, assegurando maior confiabilidade nos
processos de deposic¢ao de filmes finos e contribuindo para o fortalecimento da
infraestrutura de pesquisa financiada pela FINEP.

Abaixo as fotos do material.







